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This international searchreport has not been established inrespect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:

1. D ClaimsNos.:
because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:

2. |:] ClaimsNos.:
because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such
an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:

3. D Claims Nos.:
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).

Box I Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)

This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:

SEE SUPPLEMENTAL SHEET

1. m As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all
searchableclaims.

2. D As all searchable claims could be searched without effortjustifying an additional fee, this Authority did not invite payment
of any additional fee.

3. D As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report
covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:

4, D No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is
restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:

Remark on Protest D The additional search fees were accompanied by the applicant’s protest.
No protest accompanied the payment of additional search fees.

Form PCT/ISA/210 (continuation of first sheet (1)) (July 1992)



INTERNATIONAL SEARCH REPORT Tnternational application No.

PCT/EP2004/001816

Continuation of Box III

The International Searching Authority has found that the international application
contains multiple (groups of) inventions, as follows:

1. Claims 1-24, 29 (in part), 31, 33, 34, 35 (in part), 36 (in part) and 37 (in part)

Process for producing a resist master with at least two image regions, using at
least two photoresist layers.

2. Claims 25, 26, 29 (in part), 30, 32, 36 (in part) and 37 (in part)

Process for producing a resist master with at least two image regions, wherein one
of the photoresist layers is exposed to a different type of radiation (light or
particles) according to the image region.

3. Claims 27, 28, 29 (in part), 36 (in part) and 37 (in part)
Process for producing a resist master with at least two image regions, wherein a
substrate is used which already has a first image region, and the second image
region is defined by a photoresist structure applied to it.

4, Claim 38

Process for producing a resist master using an embossing process with an already
structured support material.
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Feld Il Bemerkungen zu den Anspriichen, die sich als nicht recherchierbar erwiesen haben (Fortsetzung von Punkt 2 auf Blait 1

Geman Artikel 17(2)a) wurde aus folgenden Griinden flir bestimmte Anspriiche kein Recherchenbericht erstellt:

1. D Ansprtiche Nr.
weil sle sich auf Gegensténde beziehen, zu deren Recherche die Behdrde nicht verpflichtet ist, ndmiich

2. D Anspriiche Nr.
well sie sich auf Telle der internationalen Anmeldung beziehen, die den vorgeschriebenen Anforderungen so wenig entsprechen,
daf eine sinnvolle internationale Recherche nicht durchgeflinrt werden kann, namlich

3. D Anspriiche Nr.
well es sich dabei um abhéngige Anspriiche handelt, die nicht entsprechend Satz 2 und 3 der Regel 6.4 a) abgefaBt sind.

Feld Ill Bemerkungen bei mangeinder Einheitlichkeit der Erfindung (Fortsetzung von Punkt 3 auf Blatt 1)

Die internationale Recherchenbehdrde hat festgestellt, daB diese internationale Anmeldung mehrere Erfindungen enthélt:

siehe Zusatzblatt

1. Da der Anmelder alle erforderlichen zuséatzlichen Recherchengebthren rechizeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht auf alle recherchierbaren Anspriche.

Da fur alle recherchierbaren Anspriiche die Recherche ohne einen Arbeitsaufwand durchgefiinrt werden konnte, der eine
zusétzliche Recherchengebiihr gerechifertigt hatte, hat die Behérde nicht zur Zahlung einer solchen Gebuhr aufgefordert.

3. Da der Anmelder nur einige der erforderlichen zusétzlichen Recherchengebiihren rechtzeitig entrichtet hat, erstreckt sich dieser
internationale Recherchenbericht nur auf die Anspriche, fiir die Gebuhren entrichtet worden sind, namlich auf die
Anspriiche Nr.

4. L—_l Der Anmelder hat die erforderlichen zusétzlichen Recherchengebuihren nicht rechtzeltlg entrichtet. Der internationale Recher-
chenbericht beschrénkt sich daher auf die in den Anspriichen zuerst erwéhnte Erfindung; diese ist in folgenden Anspriichen er-
faBt:

Bemerkungen hinsichtlich eines Widerspruchs D Die zusé&tzlichen Gebuhren wurden vom Anmelder unter Widerspruch gezahit.

Die Zahlung zusétzlicher Recherchengeblihren erfolgte ohne Widerspruch.
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Die internationale Recherchenbehdrde hat festgestellt, dass diese
internationale Anmeldung mehrere (Gruppen von) Erfindungen enthdlt,
namlich:

1. Anspriiche: 1-24,29(Teil),31,33,34,35(Teil1),36(Teil),37(Teil)

Verfahren zur Herstellung eines Resistmasters mit mindestens
zwei Bildbereichen, wobei mindestens zwei
Fotaresistschichten eingesetzt werden.

2. Anspriiche: 25,26,29(Teil),30,32,36(Teil),37(Teil),

Verfahren zur Herstellung eines Resistmasters mit mindestens
zwel Bildbereichen, wobei eine einzeine Fotoresistschicht je
nach Bildbereich mit unterschiedlicher Strahlung (Licht
bzw. Teilchen) belichtet wird.

3. Anspriiche: 27,28,29(Tei1),36(Teil),37(Teil)

Verfahren zur Herstellung eines Resistmasters mit mindestens
zwei Bildbereichen, bei ein Substrat verwendet wird, das
bereits einen ersten Bildbereich aufweist , und der zweite
Bildbereich durch eine darauf aufgebrachte
Fotoresiststruktur definiert wird.

4. Anspruch: 38

Verfahren zur Herstellung eines Resistmasters mittels eines
Prageverfahren, wobei ein bereits strukturiertes
Tragermaterial benutzt wird.
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